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- wykonanie fundamentu antywibracyjnego pod urzadzenie;
2,6 - zapewnieni przestrzeni roboczej min. 3,5 m x 3 m, wysokos¢
-3,05 >2,3m;
" . L/min, - uziemienie, opdr 100 Q lub mniej;
Mikroskop elektronowy skaningowy FIB 350x3 . . -
20 (+/- 0,2 0,45-0,55 N2, 0,45-0,55 - . wah t t 10,5 °C/h);
(Mikroskop + Tank rack + FIB rack + DRP + SEM 1 50x23 230, 50/ 6,4kW T T N u(*/ <60% 4 4 g i min. wahania temperatury (pomzej. 5 "C/h); .
rack) 0 5°C) 0,6 MPa MPa - dla urzadzen peryferyjnych obstugujacych FIB, zalecane jest
MPa, aby na etapie projektu wygospodarowac odrebne
2045 pomieszczenie np. U1.11 oraz zapewni¢ bezposrednie
U103 s € przejscie pomiedzy pomieszczeniami
LABORATORIUM FIB
Zestaw komputerowy do FIB 1 230, 50
Szafa laboratoryjna (wg rzutu) S7-120
Stét roboczy (wg rzutu)
Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
20 (+/- - i t ¢ luzj
POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T N T N J*/ <60% pr zewngtrzne wyposazyt w zaluzj 3
5°C) na etapie realizacji projektu
110x1
400
10x13
Reaktor Z400 Leybo ; 200 https://www.polifab.polimi.i puttering-leybold-
::k:lesatr:::m:‘éa I ' HI:r::Je * 1:: o ! ! " fron ! Iho-:;o laminarny nad urzadzeniem;
2 whicz: i p laminarny nad urzadzeniem;
X236
Ramie odciggowe N RO 1 T
Zestaw komputerowy do Z400 | 1 230, 50 T
Gam
ma
1000 [410x1
C, [30x17 400
Reaktor G: 1000C ’ 500k
eaktor Gamma o | 1 |surre| o [€ 224, | 10kw T T T N2 Ar,02,N2 | T |-nad urzadzeniem odciag stanowiskowy
u1.07 (komora z loadlock + szafa + modut zasilania) g/m2
CZASO y- | (stref 50
NAPYLARKI 3 wy N
(OSADZANIE PVD) ano | a)
Syste
m
Pompa prézniowa | 1 230, 50
Kompresor helowy | 1 230, 50
Zlew laboratoryjny 1 T T
Oczomyjka T T
Szafa laboratoryjna (wg rzutu)
Stét laboratoryjny (wg rzutu)
|Krzesto (wg rzutu)
- pistolety azotowe,
230, 22 (+/-| 50-
POMIESZCZENIE 400' T T T T T T - 2"((;)/ 60% - pr i ze.wnetrzne. ypos ,"'wz.aluzjs; ,
na etapie realizacji projektu
Pompa prézniowa do 400 | 2 230, 50 T
UPS 230, 50
Pompa prézniowa do podsyséw 230, 50 T - Zasilanie jedng pompa lub instalacja centralng
Pompa prézniowa do Halla 230, 50 T
230+
Chill
her 400, 50
90x60
U1.08 Szafa na butle z gazem SZB-90| 1 1200 T
POM. APARATUROWE
g
§ - W pomieszczeniu nie przewiduije sie instalacji urzadzen
= generujacych ponadnormatywne zaktécenia
elektromagnetyczne;
- Podtoga antyelektrostatyczna o jednolitym kolorze,
POMIESZCZENIE T T T T T : ZZH(+/- ™ pownerzcr?ma zmy}lvalna,.antyposl.lzg.ovya; . .
2°C) - Dla pomieszczenia nalezy przewidzie¢ opomiarowanie
zuzycia energii elektrycznej podlicznikiem;
- wilgtnos¢ wzgledna nie moze przekraczac 25 st. Ci50% RH,
- pr ie zewnetrzne wypi y¢ w zaluzje ,
6 ie na etapie realizacji projektu
Urzqdzeme“do plorm'arow profili rezystancji i 150x7 05- T, (0.9
koncentracji nosnikéw w strukturach 1 230, 50 L T
. . 0 1kw bar)
poétprzewodnikowych
Stano.wmlko. do'm.a;?owama koncentracji i 140x8 05- 7,09
ruchliwosci no$nikéw na waflach 1 230, 50 L T
. " 0 1kw bar)
poétprzewodnikowych
do pomiaréw efektu Halla z grzang 120x8 2.5- T,(-0.9 ) . o .
Yomora 1 o 230, 50 10kwW L T T N2, Ar ar) - Stanowisko zasilone w Ar lub N2 do decyzji uzytkowanika
Urzqdzemf: do p.omlaro.w ultrawysokich 1 120x6 230, 50 0.5- L T T,(-0.9
rezystancji powierzchniowych 0 1kw bar)
;Jor;?‘dzimcai:; pomiaréw C-V wyposazony w . - 05- . : T, (0.9
@ riecowa G T bar)
owe do obstugi urzadzen 5 4sz7t.x2 T T
laboratoryjnych 30, 50
u1.09 . 100x6
POMIARGWKA 2 | STALY |Mikroskop optyczny 1 o
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Biurko (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
o SZOT- 60x45
Szafa na odczynniki toksyczne 60 1 200 T
- W pomieszczeniu nie przewiduije sie instalacji urzadzen
generujacych ponadnormatywne zaktécenia
elektromagnetyczne;
- Podtoga antyelektrostatyczna o jednolitym kolorze,
21 (+/-| 40% - powierzchnia zmywalna, antypoélizgowa;
POMIESZCZENIE 230, 50 T T = T
’ 2°C) | 50% - Dla pomieszczenia nalezy przewidzie¢ opomiarowanie
zuzycia energii elektrycznej podlicznikiem;
- wilgtnos¢ wzgledna nie moze przekraczac 25 st. Ci 50% RH;
- pr ie zewnetrzne wypi y¢ w zaluzje ,
6 ie na etapie realizacji projektu;
Szafki BHP
U114
- 4s7t.x2 21 (+/-| 40% - 20-
SZATNIA DLA PERSONELU POMIESZCZENIE 30,50 T N N 1°0) 60% <1kw 60% N N - = - =
, b
U115
KL. SCHODOWA POMIESZCZENIE
Regat R-90 4 902);;?
U116 x
MAGAZYN
POMIESZCZENIE i T N N 2L (| 40% - | gy | 40 N N
30, 50 1°C) 60% 60%
U117
KOMUNIKACIA POMIESZCZENIE
U118
KOMUNIKACIA POMIESZCZENIE
u1.20
POM. PORZADKOWE POMIESZCZENIE
u1.22
L. SCHODOWA POMIESZCZENIE
MINIM 21 (+/-| 40% - 40% -
Zestaw ke t | 4 2 N N N M 1230, 50 T T = N = N N N N
estaw komputerowy ALNY b 1°0) | 60% 60%
Stét (wg rzutu) 1
BK- 140x7
0.01 Biurko (wg rzutu) 2
BIURO STALY 140/70 0x80
Krzesto (wg rzutu) 3
: 120x5
Szafa na materialy ekspoatacyjne $z-120| 3 0x200
POMIESZCZENIE 230,5 T T
|Miska ustepowa N 1
Umywalka N 2
0.02 . . Szafka N 1
TOALETA DAMSKA/ NPS Natrysk N 1
2sz7t.x2
POMIESZCZENIE
30
|Miska ustepowa N 1
Umywalka N 1
0.03 . . Szafka N 1
TOALETA MESKA Pisuar N 1
2sz7t.x2
POMIESZCZENIE
30
. MINIM 21 (+/-| 40% - 40% -
Lodéwk: ki | 1 30-40( N N N M 230, 50| <1000 T T = N = - = - =
odéwka z zamrazarka ALNY ), 50| < 10 | 0% 60%
" . MINIM 21 (+/-| 40% - 40% -
Mikrofaléwk: | 2 10 N N N M 230, 50| <2000 T T = N = - = - =
ikrofalowka ALNY 20| < 1°0) | 60% 60%
MINIM 21 (+/-| 40% - 40% -
21 k N 1 0N | N N| s - - T T - N - - - - -
ewozmywa ALNY 1°0) | 60% 60%
0.04 . . Stot 1
POKOJ SOCIALNY Krzesto 8-10
Szafki kuchenne stojace 1
Szafki kuchenne wiszace 1
Ekspres do kawy 1 230, 50
Zmywarka 1 230, 50
Umywalka 1
14szt.x
POMIESZCZENIE 230
MINIM
Zestaw komputerowy | 3 2 N N ALNY N M 230 500 - = - =
" BK- 140x7
Biurko (wg rzutu) 140/70 0x80
0.05 Drukarka 1 230
BIURO 2-3 | STALY o
X
Szafa (wg rzutu) §2-120 0x200
Krzesto (wg rzutu)
Stét roboczy (wg rzutu)
10szt.x
POMIESZCZENIE 230 T T = - = -
MINIM
Zestaw komputerowy | 3 2 N N ALNY N M 230 500 - = - =
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" BK- 140x7
Biurko (wg rzutu) 140/70 0x80
0.06 Drukarka 1 230
BIURO 2-3 | STALY o
X
Szafa (wg rzutu) $z-120 0x200
Krzesto (wg rzutu)
Stét roboczy (wg rzutu)
10szt.x
POMIESZCZENIE 230 T T = - = -
MINIM
Zestaw komputerowy | 3 2 N N ALNY N M 230 500 - - - -
" BK- 140x7
Biurko (wg rzutu) 140/70 0x80
0.07 Drukarka 1 230
BIURO 2-3 | STALY o
X
Szafa (wg rzutu) $z-120 0x200
Krzesto (wg rzutu)
Stét roboczy (wg rzutu)
10szt.x
POMIESZCZENIE 230 T T = - = -
MINIM
Zestaw komputerowy | 3 2 N N ALNY N M 230 500 - - - -
" BK- 140x7
Biurko (wg rzutu) 140/70 0x80
0.08 Drukarka 1 230
BIURO 2-3 | STALY o
X
Szafa (wg rzutu) $z-120 0x200
Krzesto (wg rzutu)
Stét roboczy (wg rzutu)
10szt.x
POMIESZCZENIE 230 T T = - = -
MINIM
Zestaw komputerowy | 3 2 N N ALNY N M 230 500 - - - -
" BK- 140x7
Biurko (wg rzutu) 140/70 0x80
0.09 Drukarka 1 230
BIURO 2-3 | STALY o
X
Szafa (wg rzutu) $z-120 0x200
Krzesto (wg rzutu)
Stét roboczy (wg rzutu)
10szt.x
POMIESZCZENIE 230 T T = - = -
MINIM
Zestaw komputerowy | 3 2 N N ALNY N M 230 500 - - - -
" BK- 140x7
Biurko (wg rzutu) 140/70 0x80
0.10 Drukarka 1 230
BIURO 2-3 | STALY o
X
Szafa (wg rzutu) $z-120 0x200
Krzesto (wg rzutu)
Stét roboczy (wg rzutu)
10szt.x
POMIESZCZENIE 230 T T = - = -
MINIM
Zestaw komputerowy | 3 2 N N ALNY N M 230 500 - - - -
" BK- 140x7
Biurko (wg rzutu) 140/70 0x80
0.11 Drukarka 1 230
BIURO 2-3 | STALY o
X
Szafa (wg rzutu) $z-120 0x200
Krzesto (wg rzutu)
Stét roboczy (wg rzutu)
10szt.x
POMIESZCZENIE 230 T T = - = -
o«
E do pomiaréw h 1 200x1 230, T T
£ (50A) i wysokonapieciowych (10kV) 00 420 T
69x37
Pompa prézniowa (wspéina) 1 x;1 230, 50 T
" . . 180x8 230,
Mikroskopia emisyjna o 220 T T T
owe 2 230, 50
Stét laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesta laboratoryjne (wg rzutu)
23:,||AR0WKA Lo 2 STALY Szafy laboratoryjne (wg rzutu) S2-120
Szafa wentylowana na odczynniki Sz0-90( 1 T




LABORATORIUM TECHNOLOGII PRZYRZADOW Z GaN, CZUINIKOW, STRUKTUR CIENKOWARSTWOWYCH | MATERIAtOW POROWATYCH - B23

BUDYNEK NR 4 WYPOSAZENIE / URZADZENIA WENTYLACIA GAZY TECHNICZNE INNE
= o 30 o w w
2 z = — = —
< - g = 2 a < z g 8o z Sg
= 5 e | _ = | 9 | = 3 9 < E ]z E ]z
s I g = @z | S = | 2 z| =z s E 2| © 3 (8 < E Z i & i R =
3 i) < ~ = a » = = = 1= 4 iv] i - g w —_ F =S HwZ <=2 w Z -2 <
= N 2 g = z = Q E < £ @ < ~ = u 12 s S T = 29 2 cY € 3 goc2 b =
E | < 25 z |u z =z s S|zs| 2|2z z |« | 5|28 2 o |88 £ | & |&3 E8C | 688 | £88 | 88 | =
R sE B 8 812 s 3|€|12|3| 3|82 E |2 | 8|28/ z|2|¢g|s5| &5 |38 189 | 5EQ | E3g | EEQ [ B
Quw a g S = 9 = I R I I} < H a oz | g |[C8| B =) 2z P ) =z <] =] ENQO o No aNo 2 o]
© S g (N8 & = < | 8 x | e | 2| o | 9 RS S it g (28| 3 <« |52 ash zZgh 235 ~NEDR o =
] 2 <z NS 5| Z Ed S|lcl=|2|&]¢ £ 2|2 <E|5e| 8 |82 g 9 2 |28 3 [28 w2 6% Bz %S = H
s |2 ° s> = & |z | |s|g|B|g|w ST - R - =1 S || 2 £ 258 | 855 | 828 58 | 3 =
o - < <] N|lE5|lg|3]| 3 H g H S| g E sl 2 s (32 g N & g
|8 2 § gg 5 5| g g1 2|1°|e|18|2 |8z s |2 § |2z & 5 s Eg S | E |82 S82 | 582 | gug | 882 | 3
g = S|tk g £ 3| % $1g(2 |58 £ §g§g§§r§§35 EES | B85 | ¥E5 | &5 | &
g c | S <] o & g 3 <] = = s = 2
g & z 13 E g = E o 2 2 ;_, = o 2|2 9 E 2 § @ 4 § @
2 = 5 = 2 g g s H s o=
s $ 3 £ 3
- W pomieszczeniu nie przewiduije sie instalacji urzadzer
generujacych ponadnormatywne zaktécenia
21 (+/-| 40% - elektromagnetyczne;
POMIESZCZENIE ZE0E0(2-5kw u T : T 2°C) | 50% - Podtoga antyelektrostatyczna o jednolitym kolorze,
powierzchnia zmywalna, antyposlizgowa;
- Dla pomieszczenia nalezy przewidzie¢ opomiarowanie
zuzycia energii elektrycznej podlicznikiem;
- wilgtnos¢ wzgledna nie moze przekraczaé 25 st. Ci 50% RH
200x1
Maszyna formujaca hermetyczne AOx;S 230,
oopakowanie do montazu 1 5(200 50; | 1-5kw T T T T
(Molding system) ) 400
Pompa prézniowa 1 230, 50 T
System do hermetyzacji
ze spawaniem laserowym 1 230, 50| 1-5kwW T T T
|(rezerwa powierzchni)
Pompa prézniowa 1 230, 50 T
- azot do pistoletéw azotowych;
Maszyna do klejenia matryc (Chip bonder) 1 230, 50| 1-5kW T T T T azot do pistoletow azotowych;
Pompa prézniowa 1 230, 50 T
0.13 MONTAZ 2 STALY st d dzani bych tw zlota/miedzi D-150 150x1
acje do osadzania grubych warstw zlota/miedzi +sz0T| 1 00x25 230, 50| 1-5kW T T T T T - azot do pistoletéw azotowych;
(w formie dygestorium z szafg wentylowana) 20 0
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) 1 T T T T
Oczomyjka 1 T T
M dot: i dé
aszyna do 1aczenia przewocow 1 230, 50| 1-5kW T T T |- azot do pistoletéw azotowych;
(Wire bonding)
Pompa prézniowa 1 230, 50 T
Mikroskop optyczny Hirox 1 230, 50
+ Zestaw komputerowy
Stoty laboratoryjne (wg rzutu)
Szafki laboratoryjne (wg rzutu)
Krzesta laboratoryjne (wg rzutu)
21 (+/-| 40% -
POMIESZCZENIE 230 T T IS0 8 T _(d T - azot do pistoletéw azotowych;
2°C) | 60%
Umywalka N U 1 2 T T N N T N N N - = - =
Szafki BHP (8 skrytek) N
oda Lampy UVBD N 2= ilos¢ dobra¢ wagled: i/kubs
G uza ampy = - ilos¢ dobra¢ ubatury
22 (+/-| 50% -
POMIESZCZENIE 230 500 T T N T N =
2°C) | 65%
Dygestorium 120cm b-120 120x9| 250- 500 N2 (3.0), dygestorium palnik Bunsena (LPG - propan-butan) o
ygestoriul » N |+szor| 1 x N | n 6090 N | s |230,50| <1000 T - - o <akw | - N - T N T N N T T N Ol LPG W dygestorium palnik Bu propan-bu
+ szafa wentylowana na odczynniki 90cm 20 0x210( 400 700 4-5 bar pojemnosci 1kg;
. 196x7 T 500 - czyste, suche, N2 (3.0),
K I N - 1 400 N 0-80 N S |230,50(<1000 T - - - <1kW - N = N N T N N T T N i ! ’ A
omora laminarna 9x207 () b 700 6.5 bar 4-5 bar d
HOGE
. - gazem regeneracyjnym jest mieszanina 10%H2 w N2.
Komora rekawicowa R 120x9 50 N2 (3,0), Nie ma potrzeby instalacji, wystarczy, raz w roku podfaczyé
+ pompa prézniowa | . 1 |Hoe/ 250 | N | N |s060| N | s [230,50 T . . o <tkw ]| - N . N N N N N N N N e T 1 potrzeby instalacjl, wystarczy, | podiaczy!
s 0x175 100 6 bar butle i przeprowadzié regeneracje #oza;
+ stacja filtracyjna s/13/
PP
71x86 San
Inkubator CO2 na stelazu N 2 107 230, 50 coz, - SPM sprezone powietrze medyczne z butli,
02
70x74 San
Inkubator CO2 z wytrzasaniem N 1 56 230, 50 o2, - SPM sprezone powietrze medyczne z butli,
02
Cieplarka N 2 230, 50
SZ0- 120x5 100 -
Szafa went. na odczynniki 120cm N 120 1 0x200 250 N N <30 N S T 1kW 500 N
Wag]a anamcha . N 1 rézne| ~3 N N 0 N S ]230,50 100- - - - 0 - = N = N N N N N N N N
+ stét antywibracyjny 500
Ramie odciggowe N RO 1 T
Ptuczka ultradzwiekowa N 2
7 1000
Suszarka laboratoryjna na stelazu N 2 61x | 50 N N 50 N S |230,50 3000 T = = - - =
74
Potencjostat wielokanatowy | 1 S |230,50 - - - - -
Zestaw do elektroforezy N 1
014 Al do PCR ke N 1 230, 50
LABORATORIUM BIOLOGICZNO- 4.8 | sTaey [Aparat do PCR z zestawem komputerowym b
CHEMICZNE (BSL-2) Mikroskop konfokalny LSM 900 + stot
i + zestaw owy + UPS + N 1 400 230,50| 700 T co2 - waga zestawu urzadzenia - ok. 400kg
component rack
L Sams |60x60
Lodéwka +4°C | 2 50 N N 30 N S |230, 50~ 1000 = = - 1-2kwW - =
odowka + (+4°C) ung | x200 < b
5 . Z(- 83x94 2000 -
Zamrazarka -85°C | 85°C) 1 ¥197 250 N N 50 N S |230,50 3000 = = - 1-5kwW - =
P 46x67 2000 - 50-
Wirowki N 2 x32 70 N T 60 N S 230,50 3000 T - - - 1-5kw - 500 -
Wiréwka z chtodzeniem N 1
\Wytrzasarka N 3
taznia wodna z wytrzasaniem N 2
Stoty laboratoryjne (wg rzutu) N
Szafki laboratoryjne wiszace (wg rzutu) N
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Lampy UVBD N - ilos¢ dobrac ledem powierzcl
Autoklaw laboratoryjny N 1 T
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) N L 1 0 N - - N - - - - - - - - - - - - - - - - T T - - -
Natrysk bezpieczeristwa N NB 1 T T - min. temp. wody +15°C
Oczomyjka N om 1 T T - min. temp. wody +15°C
Zestaw pipet 1
|Mieszadto 2
Pipetor 2
Automatyczny licznik komérek 1
FLuoroscencyijny licznik komérek 1
Dewar LN2 (pojemnos¢ 151) 1 T
Krzesto (wg rzutu)
- azot do pistoletéw azotowych;
2| so T, - préznia z pomp lokalnych lub centralna;
POMIESZCZENIE T T T T T T N T .. T = N2 (3.0), T |-filtr HEPA
20) |2l 6 bar Lampy UVBD
z - staty monitoring T/RH/Pa
8 -
> 0.19 SZATNIE DLA PERSONELU Szafki bhp
% POMIESZCZENIE
= 0.21 KOMUNIKACJA
E POMIESZCZENIE T
o
0.20 KL. SCHODOWA OVIESICIENE
0.22 KOMUNIKACJA OVIESICIENE =
0.23 KOMUNIKACJA OVIESICIENE
0.24 KOMUNIKACJA OVIESICIENE =
0.25 KL. SCHODOWA OVIESICIENE
180x1
T
p ATV 1 00x18 400, 50 1kw L T 3 b;r T |- lokalna pompa prézniowa
]
1 230, 50 T T
owe
P 1 230, 50 T
Pompa prézniowa
1.101
ATV 1 UPS do ATV 1 230, 50
Szafy 2
Stét roboczy (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
21°C 10 - pr ie zewnetrzne wypi y¢ w zaluzje
POMIESZCZENIE T T T T - T G| som T 6 ie na etapie realizacji projektu
1°C) - azot do pistoletéw azotowych;
|Miska ustepowa N 1
1102 Umywalka N 1
TOALETA DAMSKA ) T [afle N 1 —
S7t.X:
POMIESZCZENIE
30
|Miska ustepowa N 1
Umywalka N 1
1.103 . . Szafka N 1
TOALETA MESKA Pisuar N 1
2sz7t.x2
POMIESZCZENIE
30
. 150x1
Nasxlmetlarkai EVGGIZO/ISD/TEN 1 oox20| 300 3szt.x2 L T T T T T T
+ stot antywibracyjny 0 30
. 118x1 max.
Nasxlmetlarkai SUSS.MAS 1 ooxis| 300 3szt.x2 2300 L T T T T T T
+ stot antywibracyjny 30
6 VA
1.104
120x4
MASK ALIGNER 2 Szafa laboratoryjna S§z-120| 1 5, 2;0
(FOTOLITOGRAFIA) X
Krzesto (wg rzutu)
- Podtoga podniesiona, wentylowana;
| w0 S e
POMIESZCZENIE T T T T T T IS0 5 T 10) | a5% T - Oswietlenie z6tte w pomieszczeniu;
- Staty monitoring T/RH/Pa
- Pistolet azotowy
147x1
Maski - laser Picomaster XF200 42x20| 1250 230 L T T T
8
. 90x45
11053 Szafa laboratoryjna SZ-90 1 1200
LASEROWKA 2
(FOTOLITOGRAFIA) Krzesto (wg rzutu) —
- Podtoga podniesiona, wentylowana;
| w0 e
POMIESZCZENIE T T T T T T IS0 5 T 10) | a5% T - Oswietlenie z6tte w pomieszczeniu;
- Staty monitoring T/RH/Pa
- Pistolet azotowy
83x12
Spraycoater EVG 101 5 230 T T T T T T
K 95x10
Spincoater
0
Lodéwka 60x60
X200 230, 50
1.105b
SPIN COATER 2 Szafa ha od ) SZGC;T- . 602);105 .
(FOTOLITOGRAFIA) x
. 60x45
Szafa laboratoryjna S2-60 1 200
Krzesto (wg rzutu)
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- Podtoga podniesiona, wentylowana;
POMIESZCZENIE T T IS0 5 T 20 (+/-| 40- - Oéwietlenie z6tte w pomieszczeniu;
1°C) 45% - Stalx monitoring T/RH/Pa
120
é\c:‘jg‘l’em"e' 1 x95 | 600 230 T T T T
X245
120
Dygestorium D-120 1 x95 T T T
X245
1105 Mikroskop 1 230, 50
DEVELOPER 4 Stét laboratoryjny (wg rzutu)
(FOTOLITOGRAFIA) Stolik mobilny na kétkach (wg rzutu)
L 90x45
Szafa wentylowana na odczynniki Sz0-90( 1 1200 T
Krzesto (wg rzutu)
20(+/-| 40 - Podtoga podniesiona, wentylowana;
POMIESZCZENIE 230, 50 T T 1S05 T 10) | 45% - Oswietlenie z6tte w pomieszczeniu;
- Staly monitoring T/RH/Pa
Air shower
1.106 ———
|AIR SHOWER T T e T 20.(+/» 40- - Po'dOIOga pf)dr\@snona, . )
POMIESZCZENIE 1°C) 45% - O$wietlenie z6tte w pomieszczeniu;
285x1
Mycie masek 1 35x20 =5, T T T
400
]
Suszarka lab. z wymuszonym 1 71x61 230, 50 T T
obiegiem x74 !
90x60
Plazma tlenowa 1 x;O 230, 50 T Ar, N2, 02 T
|Mikroskop 1
120
Dygestorium D-120 1 x95 230, 50 T T T
X245
180
Dygestorium D-180 1 x95 230, 50 T T T
1.107 . X245
CHEMIA CZYSTA Szafa wentylowana na odczynniki §z-120| 1 120x4 T
Y i 5x200
90x45
Szafa laboratoryjna SZ-90 2 xZ’E)O
Umywalka 1 T T
Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T T
Natryks bezpieczeristwa NB 1 T T
Oczomyjka oM 1 T T
Stét laboratoryjny (wg rzutu)
Krzesto (wg rzutu)
20 (+/-| 40- - § zmiany o$wietlenia biate/z6tt
POMIESZCZENIE 230, 50 T T I1S05 T 270) 55% T  pistolet azotowy
PVD 75 2 1200 420 T T 02, Ar, N2 T
Przepust podawczy 1
120
Dygestorium D-120 1 x95 230, 50 T T T
X245
Natryks bezpieczeristwa NB 1 T T
Oczomyjka oM 1 T T
1.108 Stét laboratoryjny (wg rzutu)
NAPYLARKI 1 Zlew laboratoryjny (wg rzutu) T T
(OSADZANIE PVD) 150x2
. X
Szafa laboratoryjna Sz-150| 3 5x200
Krzesto (wg rzutu)
20(+/-| 40 - Pistolet azotowy;
POMIESZCZENIE T T IS0 6 T 270) 55% T - Pr ie zewnetrzne wypi yé w zaluzje ,
ie na etapie realizacji projektu
Pompa prozniowa PVD75 3 230, 50 T
1.109 Sprezarka do pompy krio PVD75 1 230, 50
POM. APARATUROWE
Szafa na butle z gazem 1 T
POMIESZCZENIE 230, 50 T T
Przewijak 1
1110 Umywalka + szafka 1 T T
POM. DLA KOBIET KARMIACYCH Krzesto/fotel
POMIESZCZENIE 230, 50 T T
" . 230, : - " .
Instalacja wody chtodniczej 1 200 T T - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego
. 230, : - " .
Instalacja wody DI 1 200 T T - Lokalizacja do weryfikacji na etapie projektu budowalnego
Pompa prézniowa do matego PVD 1 230, 50 T
Pompa prézniowa do Octos 3 230, 50 T
1111
POM. APARATUROWE Pompa prézniowa do Nano Stempel 1 230, 50 T
SZB- 120x6
Szafa na butle z gazem (obstuga Napylarki 1) 120 1 OxZSO T
Zlew (wg rzutu) T T
- Pistolet azotowy;
POMIESZCZENIE 230, 50 T T T T - Podtoga wy z materiatu $li ),
lodpornego na anie np. gres
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4500
3szt.x4
Octos PVD 1 + 5;0" T T 02,AN2 | T
6200
Maty PVD 1 15;)"‘4 T T Ar,N2 T
Drukarka do Sciezek 25x16 Zs;t).xz
XTPI: Pnnnn.g Syste.m z zestawem komputerowy 1 8x193 360 1sstxd T T T
+ stét antywibracyjny 20
1112
NAPYLARKI 2 2‘320 St:\T(?:lOHE 150 t ;szi ZS;:).XZ T T 02 T
(OSADZANIE PVD) ystem / x
: 120x9 2szt.x2
Dygestorium D-120| 1 5x245 30 T T
120x6
Szafa laboratoryjna §z-120| 3 OxZSD
|Krzesto (wg rzutu)
POMIESZCZENIE T T |06 | T 2;(5/» 54;; T T  Pistolet azotowy
-~ - szoT- 1205
Szafa na 120 1 0x200 T
) Dygestorium + szafa na otczynniki toksyczne p-120| 3 1209 zztad T T T
g Ve v v 5245 30
= 61x71 1szt.x2
Suszarka laboratoryjna 1 X74 10 T
1113 Zlew laboratoryjny (wg rzutu)
BRUDNA CHEMIA Natryks bezpieczeristwa NB 1
Oczomyjka oM 1
. 90x50
Szafa laboratoryjna Sz-90 | 2 1200
Stét laboratoryjny (wg rzutu)
|Krzesto (wg rzutu)
20 (+/-| 40-
POMIESZCZENIE T T IS0 6 T Z'S/ 55% T - Pistolet azotowy
50x10 1szt.x4 N2, Ar, CH4,
RIE-10NR 2 5x150 20 | 3% T Lz CHF3, SF6, 02 T
Gaspod RIE 1 T
Profilometr Tencor P'-17 z zes.tawer.n 1 57x77 100 1szt.x4 430VA T T T
|komputerowym + stot antywibracyjny x45 20
N2, CH4, 02,
1cP ( ienie) 2 owym 1 z{):;g 1000 15;::.’)(4 T:‘;/ T T H2 CIZ,’SiCI4’, CFA;, | I;i:ief;lzsows;z;:'CI:r,‘ BCI3 wymagaja grzania za pomoca
x SF6, BCI3, Ar przewodow grzejny
Gaspod ICP 1 T
‘ N2, CH4, 02, . . . "
ICP (ZAKUP PLANOWANY W PRZYSZ+0SCI) 1 60x20 1szt.x4 T T H2 Cl2, sicla, CF4 | Linie gazowe z SiCl4, BCI3 wymagaja grzania za pomoca
rezerwa miejsca 0x170 20 SF6, BCI3, Ar przewodéw grzejnych
" . 65x95 1szt.x2
Piec Solaris 200 4 27 30 T T T N2, Ar, 02
Zestaw komputerowy do obstugi piecow Solaris 1 230
- wymiary modutow urzadzenia wykluczajg transport
nymi drogami ikacji
- dla urzadzenia nalezy przewidzie¢ transport przez otwor
technologiczny w elewacji (nalezy zapewni¢ wymiane jednego
z istniej; moduléw oki oraz ¢ wymiary
200x1 93kw/ wraz z wymiang na brame / okno);
Centroth PM1 1szt.x4
entrotherm 1 02x24| 3300 s;ox 132kV T T T N2, Ar - sufit podwieszany w obrebie urzgdzenia oraz na drodze
6 A transportowej nalezy projektowac mozliwie najwyzej;
- instalacje pof: od gory i ijac
transport oraz przestrzeri serwsiowg powyzej urzadzenia;
- w zabudowie panelowej cleanroom od strony wewnetrznej
nalezy zapewnic¢ rozwigzanie zapewniajace tatwy montaz lub
drzwi.
1114 -
CLEANROOM 15 Centrotherm EFEM 2 zestawem komput 1 ;:3;1 Rl ET T T T 1 [Fot6r gazow natezy ustatc 2 producen
(OSADZANIE ALD, OSADZANIE CVD, entrotherm 2 zestawem komputerowym ; 0 | - okor ga.s)w nalezy usta |ckz pro uczn em oraz
PIECE RTP, TRAWIENIE) T 2 Juzytkownikiem na etapie zakupu urzadzenia
[Mikroskop
Stét laboratoryjny (wg rzutu)
Piec LPCVD - ECVD314H t: 250x6
e zzestawem 1 x 230 | 600 T T T SiHA,NH3 | T
komputerowym 0x150
PECVD PD-220NL 59x16 SiH4/He, N20,
B 2x178 2oy 320 T T T NH3, CF4/02 T
GASpod PECVD 1 T
180x6 SiH4/He, N20,
ICPECVD 1 p 420 T T Ar, N2, 02, T
SF6
GASpod ICPECVD 1 T
Elipsometr 1
180x6 H2/Ar, 02, Ar
Piec CVD z zestawem komputerowym 1 Gx 420 T H2 T / ;ZS AU
Ramie odciggowe RO 1 T
N2, 02,
329x8 T
ALD3 Beneq TFS 500 1 x 420 T T H2 T H2/Ar, NH3, T
2x204
Ar
251x6 N2, NH3, 02,
ALD2 Beneq TFS 200 1 0x130 420 T T H2 T Ar, H2/Ar, H25 T
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251x6 N2, NH3, 02,
ALD1 Be TFS 200 1 420 T T T T T H2 T ‘ o T
eneq 0x130 Ar, H2/Ar
Zestaw komputewrowy do ALD1, ALD2, ALD 3 3 230
Szafa sterujaca ADL1, ADL2, ADL 3 3
. 120x5
Szafa laboratoryjna Sz-120| 4 0x200
Krzesto (wg rzutu)
15s2t.x 20 (+/-| 40- i}
POMIESZCZENIE 230 T T T T T IS0 6 T 20 55% T T - Pistolet azotowy
Pompa prézniowa do RIE 1 RIE 2 na stelazu 2 230 T T
Scruber do RIE1 i RIE 2 2 230 300 T T
Generator wodoru do RIE1 i RIE2 2 T T
Generator wodoru do ICP 1 T T
Pompa prézniowa do P-17 1 230 T
Scruber do ICP 2 T
Pompa prézniowa do ICP na stelazu 4 6357 230 T
2szt.x4
1114a UPS do ICP/RIE 1 20
POM. APARATUROWE 60x60
Szafa wentylowana na butle z gazem SZB-60| 3 X T
X200
90x60
Szafa wentylowana na butle z gazem SZB-90| 1 X T
X200
SZB- 120x6
Szafa wentylowana na butle z gazem 120 1 0x200 T
20 (+/-| 40-
POMIESZCZENIE T T T IS0 8 T T T T T
2°C) | 55%
Kompresor chtodniczny bocznokanatowy na 1 177x8 520 T
stelazu do EFEM PM1 5x110
50x38
Cylkulat iet) 1 T T
ylkulator powietrza 62
230,
UPS do EFEM 1 220 3kwW
P 38x97
Pompa prézniowa do EFEM 2 ¥108 12 230 T T
Chiller HRSH090 1 230 T
60x60
Szafa wentylowana na butle z gazem SZB-60| 3 X T
X200
90x60
Szafa wentylowana na butle z gazem SZB-90| 2 X T
X200
SZB- 120x6
Szafa wentylowana na butle z gazem 120 6 0x200 T
1.114b
POM. APARATUROWE Scrubber do LPCVD 1 230 T
) Pompa prézniowa do LPCVD 1 230
Scrubber do PECVD 1 230 T
Pompa prézniowa do PECVD 2 230 T
Scrubber do ICPECVD 1 230 T
Pompa prézniowa do ICPECVD 2 230 T
Generator wodoru do CVD 1 T T
Pompa prézniowa do CVD 1 230 T
Scrubber do CVD 1 230 T
Scruber do ALD3 1 230 T
Pompa prézniowa do ALD3 1 230
Plasma Rack do ALD3 1 £0x60 230
x93
Filtr czastek statych ALD3 1 T
Generator wodoru do ALD 1,2,3 na stelzu 3 T T
Stanowisko wézka serwisowego do ALD 1
Pompa prézniowa do ALD 2 1 230 T
Scrubber do TFS200 2 230 T
Pompa prézniowa do ALD1 1 230 T
20 (+/-| 40-
POMIESZCZENIE 230, 50 T T T 1S08 T T T T
. 2°C) | 55%
11153 Szafki bhp (wg rzutu)
SZATNIE CZYSTE MESKA POMIESZCZENIE 230, 50 T T - 1S08 T
11156 Szafki bhp (wg rzutu)
SZATNIE CZYSTE DAMSKA POMIESZCZENIE 230, 50 T T - 1S08 T
1115¢ Air shower
AIRSHOWE POMIESZCZENIE T T T 1S07 T Z;(g)/» :5?%
1.116
KL. SCHODOWA POMIESZCZENIE
1117
KOMUNIKACJA 1 POMIESZCZENIE T
Pompa prézniowa do SUSS 1 230 T
Pompa prézniowa do EVG620 1 230 T
Pompa prézniowa do XF200 1 230 T
1.118 —
POM. APARATUROWE Pompa prézniowa do EVG101 2 230 T
SZB- 120x6
Szafa went. na butle z gazem 120 2 0x200 T
20 (+/-| 40-
POMIESZCZENIE 230 T T T IS0 8 T
2°C) | 55%
1110
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AAAAA 20 (+/-| 4o-
SLUZA CZYSTA
POMIESZCZENIE T T TO[107 | T T sse
Pompa prézniowa do plazmy tlenowej 1 230 T
Sprezarka do pompy krio PYD75 1
1120 P 6zniowa do PVD75
POM. APARATUROWE ompa prozniowa do 3 230 T
20 (+/-| 40-
POMIESZCZENIE 230 T 7|08 T | ssw
1121 20(+/-| 40
SLUZA CZYSTA o y
POMIESZCZENIE T T TO[107 ] T 50 sse
1122
SLUZA BRUDNA POMIESZCZENIE T T T _[iso7 | T |20°c | s0%
1123
KOMUNIKACIA 2 POMIESZCZENIE T
1124
SCHODOWA POMIESZCZENIE
|Miska ustepowa N 1
2202 ;Jmf\:(walka : i
TOALETA DAMSKA i T
szt.x.
POMIESZCZENIE e
|Miska ustepowa N 1
Umywalka N 1
o [2203 R _ |szafka N 1
&  |TOALETA MESKA Pisuar N 1
&
o POMIESZCZENIE ozt
30
2.224
KL. SCHODOWA POMIESZCZENIE
2.225
KOMUNIKACIA POMIESZCZENIE
2.225a
KOMUNIKACIA POMIESZCZENIE




